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1. 背景・目的 

 回転磁場（Rotation Magnetic Field：RMF）法
[1]とは，円柱状のプラズマに対してトロイダル

方向の電子電流を駆動するプラズマ生成法で

ある．（１）式を満たすような周波数ωRMFで周

方向に磁場を回転させることにより，電子のみ

を磁場に追従させて電流を駆動することから，

低イオン温度特性を持つことが期待される。そ

のような特性が重要であるビームプローブ分

光法に用いるプラズマ源への適用を目指して

装置の開発を行っている．ここで，ωci，ωceはそ

れぞれイオンと電子のサイクロトロン周波数

である． 

𝜔𝑐𝑖 < 𝜔𝑅𝑀𝐹 ≪ 𝜔𝑐𝑒 (1) 

 トロイダル電子電流jθの作る軸方向磁場Bzに

加え，外部からFigure 1のような定常磁場Bexを

印加することによって，径方向の圧力平衡を維

持するとともに，磁場反転配位（Field-Reversed 

Configuration：FRC）様の磁場配位が形成する[2]

ことで，閉じ込め性能の向上を目指す． 

イオンが静止し，磁場がプラズマ内部まで浸透

していると仮定した場合での，中心軸から距離

rだけ離れた地点に駆動されるトロイダル電流

jθは，電子密度neと電荷素量eを用いて，式（2）

のように表せる． 

𝑗𝜃 = −𝑛𝑒𝑒𝑟𝜔𝑅𝑀𝐹 (2) 

これより，本研究では，RMFプラズマの高密度

化によるトロイダル電流量の増強を目的に，こ

れまでの実験で用いられていたヘルムホルツ

コイルに加え，新たに製作したミラー磁場コイ

ルを設置し，トリプルプローブによる電子温

度・密度の計測を行った． 

 

2. 実験概要 

 直径70mmの石英製真空容器の外部に取り付

けた3相6極のアンテナコイル（30mm×90mm，

17巻)に対し，IGBTを用いたLC直列共振型イン

バータによって400kHz，10A程度の交流電流が

印加されることでRMFが形成される．動作ガス

はアルゴンを使用し，電磁弁によって25Pa程封

入して放電を行う． 

 Figure 2 に，ヘルムホルツコイル（直径 300mm，

100 巻，電流 1A)と新たに設置したミラー磁場

コイル（直径 230mm，120 巻，電流 6A）の配置

と，形成される磁場構造を示す．本講演にて，

RMF の外部磁場構造が与える電子温度・密度へ

の寄与を報告する． 
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Figure 1 FRC-like magnetic structure 

 

Figure 2 External magnetic structure 
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